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１．概要（Summary） 

 らせん状微細構造は電子・光学デバイスへの利用

の観点から非常に興味深い材料である。デバイスに

用いるためにはらせん状微細構造が基板に対して

垂直に配列していることが求められる。しかし、現

在提案されている作製手法では多くの複雑な工程

が必要であり、より簡便な手法の開発が進められて

いる。本研究では Pt粒子を触媒とした Siの金属触

媒エッチングにより形成されるヘリカルポアの利

用に着目した。この手法では Pt 触媒粒子を担持し

た Si をエッチング液に浸漬する操作のみでヘリカ

ルポアを作製できるため、それらをテンプレートと

して用いることでらせん状微細構造を簡便に作製

できる。しかし、ヘリカルポア形成のメカニズムが

不明であり、それが研究の進展を阻んでいる。そこ

でリソグラフィによるナノメートルスケールで形

状制御した Pt 粒子を用いてヘリカルポアを作製し

Pt 粒子の形状が与える要因を調査した。また応用

に向けた検討として、ヘリカルポアをテンプレート

に用いて金属めっきを行うことによって、らせん状

微細構造の作製を試みた。 

  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置、高速高精度電子ビーム描画

装置、レジスト塗布装置、レジスト現像装置、ウエハスピ

ン洗浄装置、真空蒸着装置、レーザーダイシング装置、

超高分解能電解放出型走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

高速マスクレス露光装置を用いてパターンを描画し、現

像後のウエーハへ Ptの電子線蒸着を行った。その後、レ

ジストを剥離し、シリコンウエーハ上へ形状制御した Pt 粒

子が規則配列したシリコンウエーハを作製した。このウエ

ーハを HF および過酸化水素を含むエッチング液に浸漬

した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 リソグラフィを用いて形状制御した板状 Pt を触媒にシリ

コンの化学エッチングを行うと湾曲したポアが形成された。

ポアの形状は触媒となるPt粒子の形状を反映したもので

あった。三角形状の触媒では、三方向へランダムに湾曲

ポアが形成した。一方、楕円状の Pt 触媒を用いると二方

向へポアが湾曲した。この結果、Pt 触媒粒子の形状によ

ってらせん状の湾曲したポアが形成することが分かった。 

 次に、ヘリカルポアを鋳型電極として Au 電気めっきを

行った。その後、大気中 1100度でアニールし、鋳型のシ

リコンをアルカリ水溶液で溶解除去することでAuナノヘリ

ックスの作製に成功した（Fig. 1）。 

 

Fig. 1 Au nano-helix formed from helical pore.  
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